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 要  旨 
 近年、ナノテクノロジー技術の発展により半導体材料を数十から数 nmの大きさにした研究が
盛んに行われている。こうした半導体材料の中でも ZnO(酸化亜鉛)は紫外発光材料や不純物添加
における母体材料として期待されている。ナノ材料は液相・気相における様々な方法で作製され
ているが、液相レーザーアブレーション法は液体中のターゲットにレーザーを照射することで容
易にナノ粒子を作製できる。これまでこの方法では金属単体ターゲットを用いた場合が多いが、
化合物ターゲットを用いることができれば、不純物導入といった広範囲の材料に適用できる。本
研究では、酸化物ターゲットを用いて濃度の異なる界面活性剤中および、種類の異なる界面活性
剤中で ZnOナノ粒子の作製を試み、その構造評価・光学評価を行った。また、同条件において金
属ターゲットを用いて作製されたものと比較を行った。 
以下に ZnO ターゲットを用いて作製した場合の結
果を示す。図 1は界面活性剤濃度を変化させたときの
粉末 X線回折(XRD)パターンである。用いた界面活性
剤は SDS（ラウリル硫酸ナトリウム, 陰イオン性）で
ある。濃度 0.01M では層状有機/無機コンポジット、
濃度 0.001Mでは粒径 50nmの ZnO、濃度 0.0001M
および蒸留水中ではε-Zn(OH)2 が生成されていた。
この結果は Zn ターゲットを用いた場合と同様であ
り、酸化物ターゲットを用いても ZnO ナノ粒子を作
製できることがわかった。図 2は異なる界面活性剤中
で作製した試料の XRDパターンである。界面活性剤
には LDA（ラウリルジメチルアミノ酢酸, 両イオン
性）、OGM（オクタエチレングリコールモノデシルエ
ーテル, 非イオン性）、CTAB(セチルトリメチルアン
モニウムブロミド, 陽イオン性)を用いた。回折線の幅
の広がりから粒径を見積もると、LDA,OGM,CTABで
はそれぞれ 6,6,20nmであり、このことは透過型電子
顕微鏡像でも確認できた。これより、ZnO表面に結合
しやすい LDA,OGMにおいて 6nmの ZnOナノ粒子
が生成されやすいことがわかった。 
 
図 1 異なる SDS濃度中での XRDパターン 
図 2 異なる界面活性剤中での XRDパターン 
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